




4.1.2 反射減衰量

図2に，モータステップ数と入出射各ポートにおける，1.55

µm光源を用いて測定した反射減衰量の関係を示す。NDフィ



金属元素が酸化することにより光を吸収しなくなり，減衰膜と

しての機能が失われてきたものであると考えられる。NDフィ

ルタ膜の酸化の原因は，入射光がNDフィルタ膜に吸収される

ことによるNDフィルタの昇温であると考えられるため，開発

目標である 200 mWでの使用を保証するため入射光パワーを

300 mWとした場合のNDフィルタ及びVOAモジュールの温度

を測定した結果を図8に示す。NDフィルタ温度は 60℃程度，

モジュール温度は40℃程度であることがわかる。したがって，

500 mW入射時におけるNDフィルタ膜の酸化は，入射光が

NDフィルタ膜に吸収されて熱に変化したことによる昇温によ

り促進されていると推測される。しかし，図7からわかるよう

に，開発目標である200 mWにおいては，照射初期段階での昇

温によるモジュール自体の温度特性と思われる減衰量の増加は

わずかに認められるものの，NDフィルタ膜の酸化進行速度が

著しく遅いことにより，減衰量の経時的な変動は観測されてい

ない。また，VOAモジュール温度も40℃以下程度にまでしか

上昇していないため，実装された状態における使用に対し問題
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4.2.3 切り替え時間

切替え時間の測定にあたっては，EDFAの中で利得レベル調

整用途を想定した場合，変化させる減衰量としては数dB程度

と考えて良いと思われるので，




